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Abstract：Using End—HaIl ion source．the application of ion beam cleaning on the laser films is investigat~．The re~contami— 
hated phencznenon and ion cleaning effect are proved by experilnents，and the rr~：ztification of the suntrate surface topc舯 phy is ob— 
served．The efect ofionbeam cleaningonthelaserfilmsisinvestigated．The FDec~ licsof substrate surface characteristies rrJzdification， 
for example cleanness，surface energy，oontact aI e，and surfacetowgraphy are analysed．Itis concluded that the r(n ofimpurity 
and the enhanced adhesion are contributed to the increase of laser-induced damage thresholds of films． 
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2 实 验 
清洗实验是在 ZZSX一800F高真空镀膜机里进 
行的，设备的高真空机组采用的是机械泵+罗茨泵 





第 2期 张大伟，等： 离子束清洗在激光薄膜中的应用 
+分子泵，实验的本底真空度为 1×10 Pa。离子 
束清洗时 的离子源采用 的是 End—Hal型离 子 
源[4，5l。离子入射角小于 30。。离子源的工作气体 


















模式，其 中 Nd：YAG脉冲激光器的输出波长为 
1064nm，模式为 TEon，脉宽(FWHM)为 12ns，采用 
刀口扫描法澳0得作用在靶面上的有效光斑直径(半 






将该基 片在 真空 
室里进行离子束 
清 洗，清 洗 5min 
后在光学显微镜 
下进 行观 察和 拍 














52．5。变为 38．7。)。图 2给出了清洗前后基片表面 
与纯净水水滴的润湿情况。 
3．3 离子束清洗对表面形貌的影响 
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图 3 离子清洗前后基片表面上 
的形貌图横截面高度曲线 
亭 图4 抗 伏上具有细微的结 
构，并具有分形的特 A表示沉积在没有经过离子 







由抗 激 光 损 
伤阈值的测量结 
果表 明 (图 4)：当 
Hf 薄膜沉积在 
没有使用离子束曼 ； 






4 分 析 





















为 ，水滴与真空之间的表面自由能为 ，与基片之 
间的表面自由能为 ，基片与真空之间的表面自由 
能为 2。根据杨氏公式_2_，有 
0"2 0"1 一0"0cos0 
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